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Neues Verfahren zur Abluftreinigung

02.02.2009 - Mit einem neuen Verfahren könnte

Abluft künftig effektiver von organischen Schad-

stoffen gereinigt werden als bisher. Wissenschaft-

ler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung

(UFZ) haben eine Lösung entwickelt, die besonders

auch für mittlere und schwankende Konzentratio-

nen geeignet ist. Dabei werden die klassischen Prin-

zipien der Adsorption und Katalyse durch die An-

wendung eines Radiowellenimpulses ergänzt. Or-

ganische Schadstoffe, wie sie beispielsweise beim

Lackieren, in chemischen Reinigungen oder in der

Tierhaltung anfallen, werden so in ungiftiges Koh-

lendioxid und Wasser umgewandelt.

Bei dem neuen Verfahren wird eine spezielle Fest-

stoffschüttung mit Radiowellen erwärmt - nach dem-

selben Prinzip wie beim Mikrowellenofen. Die ver-

wendeten Radiowellen mit einer Frequenz von etwa

13 Megahertz können das poröse Material jedoch

wesentlich besser durchdringen und erwärmen, als

das mit den rund einhundertmal kürzeren Mikrowel-

len möglich wäre. Durch die Injektion eines Kopp-

lungsmediums ist es möglich, für eine pulsförmige

Erwärmung um mehr als 100 Grad zu sorgen. Die

Wärmefront durchwandert den Reaktionsraum und

sorgt für einen katalytischen Abbau der Schadstof-

fe, wobei gleichzeitig die Reinigungseinrichtung re-

generiert wird.

Für sehr niedrige und für sehr hohe Schadstoffkon-

zentrationen bestehen bereits technisch ausgereifte

Methoden, die die Abluft mittels Bindung der Schad-

stoffe an Aktivkohle oder katalytischer Nachverbren-

nung reinigen. Bei mittleren bzw. stark schwanken-

den Konzentrationen waren die klassischen Ver-

fahren jedoch bisher sehr uneffektiv. Diese Lücke

wird nun mit dem neuen Verfahren geschlossen. Mit

Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Um-

welt (DBU) überträgt Markus Kraus im Rahmen sei-

ner Promotionsarbeit am UFZ zurzeit das Verfahren

vom Labor- in den Technikumsmaßstab.

Für die Verfahrensprinzipien sind bereits drei Pa-

tente angemeldet. Erste Kontakte zu mittelständi-

gen Unternehmen, die Interesse an einer Produkti-

on von entsprechenden Anlagen haben, bestehen

ebenfalls.
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